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초 록 : DLC(Diamond Like Carbon) 박막은 높은 열전도도, 큰 전기저항, 높은 강도 등의 다이아몬드와 유사한 특성을 가지

고 있으면서 저온 저압에서도 합성이 가능하고, 합성 조건에 따라 물리 화학적 특성도 넓게 조절 할 수 있으며 상대적으

로 넓은 면적에서 균일하고 평활한 박막의 합성이 가능하여 산업적 응용 면에서도 경쟁력을 갖추고 있다[1]. 이러한 DLC 

박막을 합성함에 있어서 RF-PECVD(Radio Frequency Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition) 방법은 PECVD 방법 

중 가장 보편적으로 사용되고 또 캐패시터 타입의 RF-PECVD 방법은 균일한 대면적 증착과 대량생산이 가능하다[1,2]. 본 

연구에서는 우수한 특성을 갖는 DLC 박막의 증착 조건을 찾기 위해 캐패시터 타입의 RF-PECVD를 사용하여 공정 가스의 

유량과 RF Power를 변화하여 박막을 증착하고, 증착된 박막의 특성을 연구하였다.

  DLC 박막은 ITO(Indium Tin Oxide) 유리 기판 위에 100 ℃에서 5 min 동안 아세틸렌(C2H2) 가스를 사용하여 가스 유량과 

RF Power를 변화하여 증착하였다. 증착된 DLC 박막의 특성은 투과도, 평탄도, 두께를 측정하여 비교하였다. 가시광선 영

역(380-780 nm)에서 투과도를 측정한 결과 ITO 유리 기판을 기준으로 한 DLC 박막의 투과도는 가시광선 영역 평균 

94.8~98.8% 사이의 값으로 매우 높은 투과율을 나타내었다. 투과도는 가스 유량이 증가함에 따라 증가하는 경향을 나타내

었고, RF Power의 변화에는 특정한 변화를 나타내지 않았다. 박막의 평탄도(Ra, Rrms)와 두께는 AFM(Atomic Force 

Microscope)을 사용하여 측정하였다. 평탄도 Rrms는 0.8~3.3 nm, Ra는 0.6~2.5 nm 사이를 나타내었고 RF Power와 가스 유량

의 변화에 따른 경향성을 나타내지는 않았다. 두께는 RF Power 25 W에서 55 W로 증가함에 따라 증가하는 경향을 나타내

었으나 70W에서는 가스의 유량에 따라 상이한 결과를 나타내었다. 
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Fig. (a) 3D AFM image of DLC film fabricated by gas flow rate 200 sccm and rf power 25 W, (b) Thickness vs rf 

power of DLC film fabricated by gas flow rate 200 sccm
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